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Recenzje dorobku naukowego i aktywnosci naukowej Pana dr inz. tukasza
Skowronskiego przygotowatem na podstawie pisma Przewodniczgcego Rady
Naukowej Dyscypliny Inzynieria Materialowa Politechniki Warszawskiej z dnia
21.05.2021, ktére to pismo informowato o odpowiedniej decyzji Rady DoskonatoSci
Naukowej. Podstawg formalng i merytoryczng recenzji jest Ustawa z dnia 20 lipca 2018
r. Prawo o Szkolnictwie Wyzszym i Nauce oraz dokumentacja dorobku naukowego

Pana dr inz. Lukasza Skowronskiego.

Informacije ogodlne

Pan tukasz Skowronski ukonczyt studia magisterskie na kierunku fizyka
techniczna, na Wpydziale Technologii i Inzynierii Chemicznej Uniwersytetu
Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy w roku 2005. W 2013 roku obronit
rozprawe doktorskg na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznanskiej. Tytut
rozprawy: Wtasciwosci optyczne i mikrostrukturalne warstw Cu-Ni selektywnie
absorbujgcych otrzymywanych metodg elektrochemiczng, a promotorem byt prof.
Antoni Bukaluk. Recenzje rozprawy opracowali profesorowie Feliks Stobiecki oraz
Jacek Goc. Ponadto p. tukasz Skowronski ukonczyt w roku 2020 podyplomowe studia
pedagogiczne w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyzszej w Bydgoszczy.

W latach 2005 - 2013 byt zatrudniony, jako asystent w Instytucie Matematyki i
Fizyki na Wydziale Technologii i Inzynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno -
Przyrodniczego w Bydgoszczy, gdzie od 2013 roku do chwili obecnej pracuje, jako

adiunkt.



Gtéwne osiagniecie naukowe Habilitanta

Osiggnieciem, ktére Kandydat, wypetniajgc wymaég Ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. Prawo o Szkolnictwie Wyzszym i Nauce (art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy), przedstawit
w autoreferacie, jako podstawe ubiegania sie o nadanie stopnia doktora
habilitowanego, jest monotematyczny cykl trzynastu publikacji z lat 2014-2020
zatytutowany: “WtaSciwosci optyczne i mikrostruktura powfokowych uktadow
interferencyjnych wytworzonych metodami magnetronowymi”. Wsréd tych publikacii
jest jedna, gdzie Habilitant jest jedynym autorem oraz 10 publikacji, gdzie jest autorem
korespondujgcym. Jedna z prac cyklu nie jest indeksowana w bazie JCR. Sumaryczny
impact factor publikacji cyklu wynosi ok. 30.

Dla oceny dorobku Habilitanta postuzytem sie Jego autoreferatem, trescig
publikacji z listy Jego dorobku, a takze dodatkowo pracami przeglagdowymi i

badawczymi:

1. Philip Baumeister and Gerald Pincus (MIT), Optical Interference Coatings, © 1970 SCIENTIFIC
AMERICAN, INC

2. Kats, Mikhail A., and Federico Capasso. 2014. “Ultra-Thin Optical Interference Coatings on
Rough  and  Flexible  Substrates.”  Applied Physics Letters 105 (13): 131108.
https://doi.org/10.1063/1.4896527

3. Mikhail A. Kats and Federico Capasso, Optical absorbers based on strong interference in ultra-
thin films, Laser&Photonics Reviews, Vol. 10, Issue5, September 2016, Pages 735-749 (Review paper)
https://doi.org/10.1002/lpor.201600098

4, Karl W. Koch, Lin Lin, James J. Price et al., Wavelength-Selective Coatings on Glass with High
Hardness and Damage Resistance, Coatings 2020, 10, 1247; https://d0i:10.3390/coatings10121247

5. Ulrike Schulz, Review of modern techniques to generate antireflective properties on
thermoplastic polymers, APPLIED OPTICS Vol. 45, No. 7 1 March 2006

6. J.A. Dobrowolski, Dan Dalacu, Li Li, Penghui Ma, Daniel Poitras and Pierre G. Verly, 50 Years of
Optical Interference Coatings at the National Research Council of Canada, www.osa-opn.org, OPN June
2007

Aktywnos¢ naukowa habilitanta jest w duzym stopniu skoncentrowana na
uzyskaniu wielkogabarytowych, dekoracyjnych warstw o szerokiej gamie kolorow,
majgcych zastosowanie dla podtozy szklanych, metalicznych, a nawet polimerowych,
przy czym preferowang przez niego metodg nanoszenia jest rozpylanie magnetronowe
(magnetron sputtering), z jego zaawansowang wersjg (GIMS). Nalezy tez podkresli¢,
ze realizowat naktadanie powlok dekoracyjnych/antyrefleksyjnych w  skali

przemystowej, omijajgc etap w skali laboratoryjnej oraz etap skalowania. Dostep do



magnetronu przemystowego o okreslonych parametrach spowodowat znaczne
skrocenie procesu wdrozeniowego.

Robocza hipoteza badawcza jest rozproszona w autoreferacie.

Jej elementami sg: wykorzystanie struktury elektronowej/pasmowej materiatéw
warstw, wybér materialu warstwy (TiO2/Ti), zastosowanie inzynierii grubosci
warstw (wedlug nazewnictwa Habilitanta), wybér metody nanoszenia warstw -
rozpylanie magnetronowe (magnetron sputtering — jedna z metod grupy PVD —
physical vapour deposition). Natomiast celem jest uzyskanie wybranej barwy na
podiozu wielkogabarytowym.

Habilitant sformutowalt to nieco inaczej, definiujagc swoje dokonania:

,Ustalenie relacji pomiedzy warunkami syntezy wysokiej jakosci uktadéw
powtokowych o sterowalnych wiasciwosciach optycznych wytworzonych w
trudnych warunkach przemystowych (z zastosowaniem magnetronu o diugosci
2400 mm) i ich wilasciwosciami (z uwzglednieniem ekstremalnie matych
tolerancji grubosci powlok optycznych) oraz okreslenie wptywu tych
wiasciwosci na barwy ukladéw warstw.”

(Jest to bardzo diugie i ztozone zdanie, w ktérym dochodzgc do jego konca, zdgzymy
zapomnie¢ o poczgtku.)

W wyniku realizacji procedur wspomnianych w hipotezie roboczej Habilitant
uzyskat dekoracyjne/antyrefleksyjne warstwy na wielkogabarytowych podtozach ze
szkta, stali oraz jednego typu polimeru (PMMA). Uzmienniajgc parametry procesu
nanoszenia warstw uzyskat szerokg game kolorobw warstw o pozgdanych
wspotrzednych w tzw. rownomiernej przestrzeni barw (CIELab). Tym samym moge
uznaé hipoteze badawczg za udokumentowang, a cel badawczy za zrealizowany.

Habilitant w swoich pracach postugiwat sie wspoétczesnymi, zaawansowanymi
technikami badawczymi i pomiarowymi takimi jak: elipsometria, mikroskopia sit
atomowych (AFM), rentgenografia strukturalna (XRD), spektrofotometria optyczna
(FTIR) w zakresie VIS/IR, elektronowa mikroskopia skaningowa(SEM), spektroskopia
energii elektronédw wzbudzanych promieniowaniem X (XPS), spektroskopia
ramanowska (RS). Ponadto opanowat technologie projektowania i nanoszenia powtok
w procesie PVD/MS na wielkogabarytowe podfoza ze szkia, stali, czy polimeru. Jest to
dobra ilustracja swobodnego poruszanie sie Autora w obszarze zaawansowanych
technik badawczych i technologii, w czym niewatpliwie pomogto Mu solidne

wyksztatcenie fizyczne.



Pozytywna ocena prac badawczych dokonanych przez Habilitanta nie zwalnia

mnie od kilku uwag krytycznych i sugestii, ktére przedstawiam ponize;.

1.

Kolory materiatbw zawdzieczamy réznym mechanizmom (dla metali
alkalicznych decyduje przerwa, dla metali przejsciowych — naktadanie pasma
przewodnictwa i walencyjnego, dla potprzewodnikow — przerwa, dla
dielektrykéw — duza przerwa, z czego wynika transparentnosg).

Co prawda Autor wspomina pojecia interferencji konstruktywnej i destruktywne;,
ale warto bylo opisa¢ nieco doktadniej koncepcje optycznych warstw
interferencyjnych uwzgledniajgc relacje pomiedzy gruboscig warstwy i
dtugoscig fali. Przyktadem dla warstw antyrefleksyjnych jest stosowanie
grubosci Va dtugosci fali (quarter-wave).

Ani w autoreferacie, ani w cyklu publikacji nie znalaztem terminu ,optical
thickness — grubos¢ optyczna = grubos¢ x wspotczynnik zatamania”®, a jego
uzycie bytoby celowe w kontekscie wprowadzonego przez Autora terminu
»inzynieria grubosci”.

Autor rekomenduje GIMS, jako metode dla nanoszenia warstw dielektrycznych
na polimery, ale nie wspomina o innych metodach znanych z literatury
przedmiotu (np. closed-field magnetron sputtering)

Co prawda okreslano mikrotwardos¢ uzyskanych warstw, ale nie znalaztem w
publikacjach badan adhezji warstw (tribology) oraz badan odpornosci na

zarysowania (scratch testing).

Przywotujgc kryteria oceny dorobku Habilitanta sformutowane w zarzgdzeniu

Ministra NiSW, to pierwsze i najwazniejsze z nich brzmi nastepujgco: autorstwo lub

wspotautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujacych sie w bazie

Journal Citation Reports (JCR).

Habilitant przedstawit parametry bibliometryczne w syntetycznym ujeciu, a ponadto

dane zaczerpnatem z baz Web of Knowledge oraz Scopus. Wedtug stanu z dnia
16.12.2020 Habilitant deklaruje:
- 54 publikacje w czasopismach z bazy JCR (w tym 46 po doktoracie)

- 530 cytowan (368 bez autocytowan — czyli 30% to autocytowania)

- sumaryczny IF okoto 139
- indeks Hirscha 14



Wedtug bazy Web of Knowledge:
- 54 publikacje w czasopismach z bazy JCR
- 642 cytowania , w tym 474 bez autocytowan
- indeks Hirscha 15
Scopus
- 68 publikacji w czasopismach z bazy JCR
- 667 cytowan, w tym 479 bez autocytowan
- indeks Hirscha 16 (bez autocytowan 13)
Tak wiec parametry bibliometryczne w bazach sg korzystniejsze dla Habilitanta, niz
deklarowane.
Sg to bardzo przyzwoite wskazniki, szczegdlnie, ze Habilitant ma przed sobg jeszcze
wiele lat aktywnosci naukowej i wskazniki te z pewnoscig znaczgco wzrosng w
przysztosci. Ponadto Kandydat byt recenzentem 18 artykutdw w uznanych
czasopismach naukowych (na przyktad Advanced Materials, Applied Surface Science,
Nanomaterials lub Optical Materials). Na 9 konferencjach miedzynarodowych wygtosit
referaty (w tym 1 zaproszony). Liczba zaproszonych wyktadéw na konferencjach
krajowych wynosi 3. Swoje badania realizowat w Scistej wspotpracy z szescioma
krajowymi  uczelniami/osrodkami  badawczymi (miedzy innymi Politechniki
Warszawska, Wroctawska, Gdanska) oraz trzema uczelniami zagranicznymi (Ukraina,
Szwecja, Niemcy), co zaowocowato wspolnymi publikacjami. W tym kontekscie, w
Swietle dzisiejszych mozliwosci, musi budzi¢ zdziwienie fakt, iz nie odbyt zadnego
dtuzszego stazu zagranicznego typu post-doc (oprocz wyjazdéw konferencyjnych).
Moge z przekonaniem stwierdzi¢, ze prace wspotautorstwa Kandydata weszty
na state do Swiatowego obiegu informacji naukowej, a Jego nazwisko jest
rozpoznawalne w srodowisku. Nalezy podkresli¢, ze Jego dorobek publikacyjny
znaczgco wzrdst od czasu uzyskania stopnia doktora.
Kierowat jednym projektem NCN (Miniatura 3) i jednym projektem regionalnym,
a jako wykonawca uczestniczyt w jednym projekcie NCN oraz jednym NCBIR.

Aktualnie uczestniczy w jednym projekcie NCN (Opus) jako wykonawca.



Dziatalnos¢ dydaktyczna i popularyzatorska Habilitanta

W trakcie pracy na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w
Bydgoszczy Habilitant prowadzit zajecia (laboratoryjne, ¢wiczenia audytoryjne oraz
wyktady) z fizyki dla studentéw réznych kierunkéw studiow.

Jest promotorem pomocniczym w trzech przewodach doktorskich. Byt
promotorem siedmiu prac inzynierskich i dziewieciu magisterskich.

Jest opiekunem naukowym Kota Naukowego Fizykoéw na swojej macierzyste;j
uczelni. Za swojg aktywnosc¢ dydaktyczno-badawczg uzyskat szereg lokalnych nagrod
lub stypendiow.

Uczestniczy aktywnie w zarzgdzaniu macierzystg uczelnig bedac aktualnie
zastepcg przewodniczagcego Rady Dyscypliny (nauki chemiczne) i petnigc funkcje

cztonka Senatu.

Whiosek koncowy

Biorgc pod uwage pozytywng ocene gtébwnego osiggniecia badawczego dr inz.
tukasza Skowronskiego stanowigcego cykl trzynastu monotematycznych publikacii,
wartosciowy pozostaty dorobek publikacyjny i bardzo dobre wskazniki bibliometryczne
oraz dorobek projektowy, dydaktyczny i wspotprace miedzynarodowg stwierdzam, ze
Jego catosciowy dorobek spetnia warunki Ustawy z dnia 20 lipca 2018r Prawo o
Szkolnictwie Wyzszym i Nauce (art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy). Charakter Jego dokonan
miesci sie w obszarze dyscypliny Inzynieria Materiatowa. Dlatego stawiam wniosek do
Komisji Przewodu Habilitacyjnego i Rady Dyscypliny Inzynieria Materiatowa
Politechniki Warszawskiej o dopuszczenie dr inz. tukasza Skowronskiego do
dalszych etapow procedury o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk

inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inzynieria Materiatowa.

Prof. dr hab. Michat Zelechower



